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緒言 

 近年のスピントロニクス素子の材料としてカゴメ格子と呼ばれる結晶構造を持つ物質が注目されて

いる。例えば Fe3Sn2においてはカゴメ格子部分のベリー曲率に由来する内因性の異常 Hall 効果が確認

されている 1,2)。また、Mn3Sn はワイル半金属といわれており、反強磁性体であるにもかかわらず大き

な異常 Hall 効果 3)や異常 Nernst 効果 4)等が確認されている。本研究ではカゴメ格子を持つ物質の１つ

であるD019構造の Fe3Snのエピタキシャル薄膜を作製し、その磁気伝導特性の測定を行った。また Fe3Sn

と同様の結晶構造を持つ Mn3Snに関してもエピタキシャル膜の作製を試みた。 

実験方法 

 試料の作製には到達真空度 1.0×10-7Pa の超高真空下での MBE 法を用いた。試料の膜構成は

Al2O3(0001)基板/Pt (6 nm)/Fe3Sn (30 nm)/Al2O3である。Pt バッファー層は基板温度 600℃で蒸着し、Fe3Sn

は基板温度 400℃で蒸着を行った。薄膜試料の評価には RHEED や AFM による表面観察、XRD による

構造解析を行った。また VSM で磁気測定、Hall バー構造の素子による磁気伝導特性などの測定を行っ

た。 

実験結果 

 図１に Fe3Sn膜の XRDプロファイル（2θ-ω・in-plane） 

を示す。両者とも(0001)方向に成長した D019-Fe3Sn のピーク

を示し、Al2O3(0001)基板上にエピタキシャル成長したことがわ

かった。また、AFM 観察により、その自乗平均面粗さ 

(RMS)は 1.634 nmであることがわかった。VSM による磁化曲線

の観測から、保磁力約 90Oe ほどの面内磁化膜であることがわ

かった。また Mn3Snに関しては、RMS が 3.030 nmの薄膜を得

た。講演では測定された磁気伝導特性などを電子構造と関連付

けて議論する。 
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   Fig1. XRD profile of Fe3Sn Film (a) 

out of plane (b) in plane. 

(b) 
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